Byl proveden nésledujici experiment

Ti ter¢ priméru 7.5 cm byl odpraSovan

plazma bylo buzené DC zdrojem o stiednim vykonu 600 W
vyvéva byla na rozdil od ptedchoziho pfipadu maximaln¢ skrcené
drzak substratu se otacek 5 otacek/min

pratok Ar byl 2 scem

Uvadim zavislost napéti na prutoku dusiku pro dva ptipady, dusik byl zvySovan od nuly do
2.5 sccm a nasledné byl jeho pritok snizovan. Je jasné vidét hysterezni kiivka
s charakteristickym ptechodem od kovového do reaktivniho médu (mezi 1.25 a 1.50 sccm

dusiku) a s pfechodem od reaktivniho k kovovému modu (ten nastal mezi 0.5 a 0.25 sccm
dusiku).
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Na nasledujicim obrdzku je uvedena zévislost tlaku na pratoku dusiku pro stejny experiment
(¢erng), baratron bohuzel neméii tlaky vys§i nez 12.4 Pa, proto néktera data chybi. Cervené je
uvedena zavislost tlaku na pritoku dusiku pro situaci, kdy bylo plazma vypnuté — z té jde
urcit Cerpaci rychlost vyvévy. Rozdil mezi ¢ervenou kiivkou (bez plazmatu a odprasovani) a
¢ernou kiivkou (s plazmatem a odprasovanim) je zpusobeny zabudovavanim dusiku do
rostouci vrstvy, ktery pan chybi v objemu a tlak je mensi.
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Méfena data

Pratok Tlak Napéti Tlak bez plazmatu
0 833 181 8.34

0.25 835 183 9.44

05 84 185 104

0.75 843 187 114

1 85 188

1.25 86 189

1.5 12 270

.75 -- 275
2 -- 273
25 - 279
1.5 - 274
1.25 271

1 11.8 266
0.75 109 257
0.5 9.66 246
0.25 8.52 185
0 833 181



